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РЕФЕРАТ 

Отчет    66   с.,   47   рис.,      -   табл.,      47    ист.  

 

ПЛАЗМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ, ПЛАЗМЕННЫЕ ЭМИТТЕРЫ, 

ЭЛЕКТРОННО- И ИОННОЛУЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ПОТОКАМИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ, ВЫСОКОПЕРВЕАНСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАРЯЖЕН-

НЫХ ЧАСТИЦ 

 

Объектом исследований являются потоки заряженных частиц, эмитированные из плазмы, 

формируемой в газоразрядных структурах, с параметрами, достаточными для реализации техноло-

гий модификации поверхностей  и других родственных технологий. 

Цель работы – разработка плазменных источников электронов, для реализации комбиниро-

ванных ресурсосберегающих технологий электронно-ионно-плазменной обработки  поверхностных 

слоев, инженерии изделий и формирования композиционных покрытий на материалах для повыше-

ния их твёрдости, износо- и коррозионной стойкости, контактной выносливости и усталостной 

прочности при изгибе. 

В результате выполнения работы выявлены наиболее перспективные, отличные от тра-

диционных, области применения плазменных источников заряженных частиц. Разработан и иссле-

дован ряд конструкций плазменных электронно-ионных источников. Показана возможность их 

применения для разработки высокопервеансного источника заряженных частиц. Предложены спо-

собы повышения первеанса в плазменных электронно-ионных источниках. Предложен вариант 

построения системы электропитания для формирования коротких импульсов тока пучка.  

Область применения: новые конструкции высокопервеансных источников с плазменным 

эмиттером позволят разработать на их основе комбинированные ресурсосберегающие технологии 

электронно-ионно-плазменной обработки поверхностных слоев, реализовать технологии модифи-

кации поверхности деталей машиностроения, а так же разработать и реализовать аддитивные тех-

нологии в области машино- и  приборостроения. 

Основные показатели: Создание новых конструкций высокопервеансных источников с 

плазменным эмиттером и разработка комбинированных ресурсосберегающих технологий элек-

тронно-ионно-плазменной обработки  поверхностных слоев на их основе позволит снизить себесто-

имость продукции за счёт сокращения длительности процесса ионно-плазменной обработки, сни-

зить энергозатраты, а также повысить эксплуатационные характеристики изделий за счёт создания 

поверхностного покрытия с требуемыми свойствами. 

Степень внедрения: результаты исследований планируется использовать для создания отече-

ственных электронно-ионно-лучевых энергокомплексов различного технологического назначения и 

для разработки новой технологии модификации поверхностей различных материалов и сплавов. 

Полученные новые научные результаты используются при подготовке научных кадров в рамках маги-

стратуры и аспирантуры. 
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